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摘  要 

本文介紹南部科學工業園區台南園區管理機構參考「空氣污染防制法」規定

之固定污染源空污總量管制架構，規劃園區事業空污總量核配作業方式。另為確實

掌握園區開發對週遭環境之影響，亦採用環保署認可之「ISCST3 空氣污染擴散模

式」進行區內煙道排放氣體現況之年平均增量模擬，各受體點增加之污染物濃度增

量均遠低於固定污染源空氣污染物之空品周界標準，顯示目前園區開發對周邊環境

的影響輕微，對鄰近地區之空氣品質尚不致造成干擾。以質量平衡法檢核半導體產

業及光電產業 VOC 核配量合理性之調查結果，顯示所調查對象其 Input 與 Output

差異性介於 7~26％，顯示核配之 VOC 排放量至少掌握了 74％。另製程中經密閉

系統收集之揮發性有機污染物，經防制設備削減後，去除率均可達 99.5%。  
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一、前  言 

國內空氣污染管制對策係採行政管制與經濟誘因管制併行之雙軌管制策略。

由於單純之行政管制措施，雖可有效管制明顯易查之污染源，惟仍不足以抑制環境

空氣品質惡化情形，因此在既有之行政管制措施基礎上導入具彈性且積極之經濟誘

因管制措施，例如；徵收空氣污染防制費及推行區域空氣污染總量管制等作為，已

成為環保署近年來重點業務。區域空氣污染總量管制作為，除了環保機關針對空品

區執行污染源之空污總量管制行動計畫外，尚包含空品區轄下工業區或科學園區之

空氣污染總量管制工作。南部科學工業園區（以下簡稱南科）空氣污染物總量管制

正是配合同時期管制政策所發展出之成果。本文以台南園區為例解析南部科學工業

園區空氣污染物總量管制現況。  

南科空氣污染物總量管制初始係源自於 2001 年「台南科學工業園區二期基地

開發暨原台南科學工業園區變更計畫環境影響說明書」之承諾事項，於環評書件內

載明空氣污染物排放總量，同意配合環保機關執行「雲嘉南空氣品質區」總量管制

示範計畫訂定之相關管制措施，並執行園區固定污染源空氣污染物排放總量審查核

可作業。園區空氣污染物排放總量是參考新竹科學園區類似產業排放量資料，並按

園區未來引進產業類型、開發面積、製程技術等級之相關數據所估算。園區空污總

量管制架構，則參考「空氣污染防制法」規定之固定污染源空污總量管制架構規劃，

擬訂事業空污總量核配原則與作業方式。於同時期，環保署為落實 2001 年 8 月行

政院「經濟發展諮詢委員會」之共識，於 2002 年修正空氣污染防制法條文，賦予

中央主管機關得委託政府其他機關辦理許可證之審查、核發，縮短興辦工業人設廠

時程，減少業者申請許可之等待時間，以有效縮短許可申請時程，提高市場競爭力；

環保署旋即公告自 2002 年 11 月起委由園區管理機構辦理南科園區設立事業之固定

污染源設置及操作許可證之審查、核發及展延等事項。前述許可權限委託實為南科

總量管制制度推動成敗之重要關鍵點，由於園區管理單位具備固定源許可權限，可

於事業設立建廠或運作前，進行製程類型、防制措施及污染物排放量等實質審查，

在法令支持之奧援下，執行園區事業空污排放量之核配工作，並於許可檢測作業查

對園區事業實際排放量，始據以完整推動南科空氣污染物總量管制制度。  
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二、南科園區介紹 

為平衡區域發展，帶動南部地區產業升級及經濟繁榮，行政院於 1995 年核定台

南科學工業園區籌設計畫，於台南縣新市鄉及善化鎮間劃設 638 公頃土地作為南科園

區台南園區第一期開發基地，並於 1996 年 1 月 20 日動土進行開發。其後，分別於 2000

年核定南科園區高雄園區籌劃設計及 2001 年核定南科園區台南園區第二期基地擴建

計畫，增設 570 及 400 公頃用地，提供次世代光電大廠及其上下游相關產業建廠。台

南園區一、二期基地開發總面積達 1,608 公頃，係國內目前開發面積最大之科學園區

基地。歷經十年開發，南科園區由一望無際的蔗田，蛻變為高科技廠房林立的矽谷，

統計至 96 年底已引進 154 家高科技產業，年營業額約達 5,600 億元。 

三、園區產業特性 

南科園區為政府兩兆雙星計畫之南部核心發展區域，招商進駐之事業涵蓋積

體電路、光電、生物科技、精密機械、通訊及電腦週邊等六大產業為主。統計至

96 年止，有效核准入區事業包括積體電路產業 13 家、光電產業 45 家、生物科技

23 家、通訊產業 10 家、精密機械 49 家、電腦週邊 3 家及其他 11 家，其中 10 家

動工中、99 家事業已進入量產階段（如表 1 所示）。於南科設廠之科學工業為股份

有限公司或其分公司，或經認許相當於我國股份有限公司組織之外國公司之分公

司，其投資計畫須能配合我國工業之發展、使用或能培養較多之本國科學技術人

員，且投入研發經費佔營業額一定比例以上，具有相當之研究實驗儀器設備者，即

合於特定條件，目前台南園區內已設立營運之廠商產業類別分述如下：  

1.半導體製造  

半導體製造產業包括 IC 設計、IC 製造(晶圓代工)、IC 材料、IC 構裝、測

試、製程設備、矽晶圓材料等。  

2.電腦及週邊設備  

電腦及週邊產業亦為園區內最主要的產業，包括電腦系統、儲存設備、輸

入設備、輸出設備、網路設備、特殊軟體及關鍵性機電與被動零組件等。   

3.通訊  
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通訊產業已引進下列 4 類產品：電訊系統（包括電話機、數據機、交換機）、

微波無線通訊系統與半導體等相關元件、光纖系統與元件及衛星通訊系統。  

4.光電  

光電產業為園區近幾年成長最快且為重要的產業，現已引進光電系統及元

件（如 LT Poly Si TFT-LCD/PDP/OLED 平面顯示器、彩色顯示管、光碟機、數

位式靜止畫面照相機、接觸式影像感應器、光電半導體、光電二極體等）及光

學系統元件（如儀器、鏡片等）。  

5.精密機械  

精密機械產業已引進自動化系統（如 PC-based NC 控制器、機器人、水刀、

工廠資訊自動化等）、自動化元件（如精密齒輪刀具、線性滑軌、伺服馬達、

表面處理等）。  

6.生物技術  

生物技術產業已引進疫苗試劑、藥物控制貼劑、醫療器材、7-胺基頭孢素

及種苗、生醫材料與檢驗認證服務等。  

7.其他經核准在園區內設立以提供科學工業營運、管理或技術服務之事業。  

為滿足中小型廠商進駐園區設廠需求，降低廠商初期投資成本，園區興建

標準廠房讓廠商進駐，同時標準廠房亦提供銀行、郵局、醫院、海關等服務性

機構使用，也提供研究機構使用，如：國家實驗研究院、中央研究院、中正大

學、國家高速電腦中心、奈米元件實驗室等，可提供園區廠商技術諮詢之國家

型計畫單位。  

表 1  園區核准進駐廠商統計表  

有效核准 
產業類型 

入區家數 動工中 已量產 

半導體 13 1 10 
光電 45 2 29 
生物技術 23 1 15 
通訊 10 1 8 
精密機械 49 3 31 
電腦週邊 3 0 3 
其他 11 2 3 
合計 154 10 99 
資料來源：南部科學工業園區管理局網站       統計日期：至 96 年 12 月止 
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統計至 96 年底，園區管理單位總計審查核發 73 個製程之空氣固定污染源之

操作許可證，所核撥之空氣污染物年許可排放量為：總懸浮微粒：26.6 噸 /年、

SOx—83.6 噸 /年、NOx：351.9 噸 /年、CO：94.1 噸 /年、VOC：263.4 噸 /年、硫酸：

1.7 噸 /年、硝酸：7.4 噸 /年、鹽酸：15.2 噸 /年、氫氟酸：13.7 噸 /年、磷酸：0.5 噸

/年、氯氣：19.4 噸 /年、氨氣：20.2 噸 /年。各產業別空氣固定污染源操作許可證核

撥之空氣污染物種類彙整如表 2 所示。另各產業別所核撥空氣污染物年許可排放量

之情形彙整詳表 3 所示。  

 

表 2  園區各產業別空氣固定污染源操作許可證核撥之空氣污染物種類彙整表  

空氣固定污染源操作許可證登

載排放之空氣污染物種類 產業名稱 製程種類 
主要 次要 

半導體產

業 

太陽能電池製造程序 
積體電路製造程序 
晶圓製造程序 
發光二極體製造程序 

NOx 、

VOC、鹽

酸、氫氟

酸、氯氣、

氨氣 

總懸浮微粒、

SOx、硫酸、硝酸、

磷酸、砷 

光電產業 

平面顯示器用光罩製造程序 
偏光板製造程序 
玻璃製品製造程序 
冷陰極螢光燈管製造程序 
液晶顯示器製造程序 
有機發光二極體顯示面板製造程序 
偏光板加工塗裝程序 
彩色濾光片製造程序 

SOx 、

NOx 、

CO 、

VOC、硝

酸、鹽酸、

氫氟酸、氯

氣 

總懸浮微粒、硫

酸、磷酸、氨氣 

精密機械 

電極基板製造程序 
金屬熔煉程序 
鋰離子電池製造程序 
奈米尼龍複合材料化學製造程序 

NOx  、

VOC  
總懸浮微粒、

SOx 、CO 、硫

酸、鹽酸、氨氣 

電腦週邊

及通訊 
其他電子零組件(銅箔基板)製造程序 
金屬電鍍處理程序 

VOC  硫酸 

生物技術

產業 
原料藥製造程序 
製藥製造程序 

VOC 總懸浮微粒、

SOx、 NOx 、

CO 、鹽酸 

其他產業 固體廢棄物焚化處理程序 
 

SOx 、

NOx 、

CO 、鹽酸

總懸浮微粒、

VOC、Pb、Cd、

Hg、戴奧辛 
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根據台灣半導體產業協會 2007 年問卷調查結果，IC 製造業產值高達 7,367 億

元，而光電業之整體產值亦突破 1 兆台幣。因此，台灣高科技業如何在環保且安全

之環境下不斷成長，以利在台灣持續扮演產業棟樑角色，乃今日產業環保及安全管

制策略制定時之重要考量。其中，VOC 乃國際間之重要管制污染物，台灣高科技

業者如何在全球佈局時，均能符合各國環保管制要求，實乃業者投資設廠時之首要

課題。本文僅就 VOC 管制與控制相關議題，作一簡要彙整與心得報告，期能對相

關實務從事者有所俾益。  

四、園區空氣污染總量管制作業 

4.1 園區空氣污染物總量管制現況  

台南園區一、二期基地環境影響說明書所登載之空氣污染物總量，依 6 大行

業別分別核定總懸浮微粒、SOx、NOx、CO、VOC 及酸鹼氣(含硫酸、硝酸、鹽酸、

氫氟酸、磷酸、氯氣、氨氣等 6 種)之年排放量上限。  

台南園區產業發展快速，目前已有超過 6 成以上的核准廠家進行量產作業，

為 瞭 解 園 區 空 氣 污 染 物 排 放 量 對 園 區 及 周 遭 環 境 之 影 響 ， 採 用 環 保 署 認 可 之

「ISCST3 空氣污染擴散模式」進行區內煙道排放氣體現況之年平均增量模擬，模

擬參考受體點共 5 點，包含 4 個參考受體點(慈光三村、福安宮、社內、豐華社區

活動中心 )及環保署空氣品質善化測站；模式選定以台南園區為中心之 10 公里

(E)×10 公里(N)範圍，受體網格大小為 1 公里×1 公里，採模式中心提供之 2005 年

東港站及臺南氣象站資料做為模擬所需之探空及地面氣象資料，並以小時值第八大

值為其最大值之增量。  

最大小時增量模擬結果與空品、周界標準彙整於表 4，各受體點增加之污染物

濃度增量均遠低於固定污染源空氣污染物之空品周界標準，顯示目前園區開發對周

邊環境的影響輕微，對鄰近地區之空氣品質尚不致造成干擾；營運期間，區內之污

染物排放現況，經模式年平均模擬濃度增量結果，顯示如圖 1 至圖 12 所示。  
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表 3  台南園區各產業空氣污染物核發總量現況表  

單位：公噸/年 

污染物類別 半導體產業 精密機械 光電產業 電腦周邊 
及通訊 

生物技術

產業 其他 

製程總類 

太陽能電池 
製造程序 
積體電路製造

程序 
晶圓製造程序

發光二極體 
製造程序 

電極基板製造 
程序 
金屬熔煉程序 
鋰離子電池製造

程序 
奈米尼龍複合材

料化學製造程序 

平面顯示器用光罩 
製造程序 
偏光板製造程序 
玻璃製品製造程序 
冷陰極螢光燈管製造

程序 
液晶顯示器製造程序

有機發光二極體顯示

面板製造程序 
偏光板加工塗裝程序

彩色濾光片製造程序

其他電子零組

件(銅箔基板)
製造程序 
金屬電鍍處理

程序 

原料藥製

造程序 
製藥製造

程序 

固體廢棄

物焚化處

理程序 
 

製程數 19 6 28 3 16 1 
總懸浮微粒 4.1 0.9524 9.9 0 5.4 6.3 
二氧化硫 0.046 0.926 34.2 0 5.4 43.1 
二氧化氮 33.9 10.2 263.5 0 8.2 36.1 
一氧化碳 0 1.7 71.2 0 5.5 15.7 
揮發性 
有機物 34.6 29.3 124.1 7.8 65.6 1.98 

硫酸 1.1 0.107 0.2159 0.2331 0 0 
硝酸 1.9 0 5.4 0 0 0 
鹽酸 4.6 0.0002 3.5 0 0.0073 7.2 
氫氟酸 5.8 0 7.8 0 0 0 
磷酸 0.4 0 0.0957 0 0 0 
氯氣 9.8 0 9.6 0 0 0 

各
產
業
空
氣
污
染
物
核
配
情
形 

氨氣 18.3 0.0037 1.8 0 0 0 
註：排放量資料統計至 96/12/31。 
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表 4  台南園區一、二期基地 96 年空污核配量之小時最大濃度增量模擬結果  

 
污染物 粒狀物

 (μg/Nm3) 
硫氧化物 

(ppm) 
氮氧化物 

(ppm) VOC( ppm)
硫酸

 (μg/Nm3)
硝酸

( μg/Nm3) 
小時最

大值 8.1 8.6×10-6 0.6×10-3 28.3 1.5 7.1 

周界/空
品標準 50 / -- -- / 0.25 -- / 0.25 -- / -- 50 / -- 113.5 / -- 

污染物 氫氟酸

  (μg/Nm3) 
鹽酸 (ppm) 氯氣 (ppm) 氨氣(ppm) CO( ppm)

磷酸

 ( μg/Nm3) 
小時最

大值 6.9 0.005×10-3 0.003×10-3 0.03×10-3 0.006×10-3 0.4 

周界/空
品標準 56.8 / -- 0.1 / -- 0.02 / -- 1 / -- -- / 35 21.8 / -- 
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圖 1  粒狀物年平均濃度增量圖(μg/m3) 圖 4  VOC 年平均濃度增量圖(ppm) 
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圖 5  硫酸年平均濃度增量圖(g/m3) 
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圖 3  氮氧化物年平均濃度增量圖(ppb) 圖 6  硝酸年平均濃度增量圖(g/m3) 

圖 2  硫氧化物年平均濃度增量圖(ppb) 
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圖 7  氫氟酸年平均濃度增量圖(μg/m3) 
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圖 8  鹽酸年平均濃度增量圖(ppb) 
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圖 9  氯氣年平均濃度增量圖(ppb) 
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圖 10  氨氣年平均濃度增量圖(ppb) 
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圖 11  CO 年平均濃度增量圖(ppb) 
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圖 12  磷酸年平均濃度增量圖(ppb) 

 

 

4.2 園區固定污染源空氣污染物排放量核配機制  

為落實園區環評承諾事項，執行空氣污染物排放量總量管制工作，首先須掌

握園區事業設立營運之製程空污排放量。因此，園區管理單位接受固定污染源許可
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審查核發權限之行政委託，於受理園區事業申請固定源設置操作許可時，即同步審

查事業設立營運之排放量是否符合園區環評總量之規範，如符合規範，始同意核配

排放量及核發固定源許可證。上述許可排放量之核配機制(流程詳如圖 13 所示)及

審查原則說明如下：  

4.2.1 各廠 /全廠區年排放量檢核  

當事業提出固定源許可申請時，需檢附該廠之許可年排放量及整個廠區累

積申請之許可年排放總量，並依園區所規定各產業別單位面積排放係數及租地

面積計算排放量核可上限，倘申請量未超過核可上限，園區管理單位始受理進

行 後 續 之 審 查 ； 另 若 全 廠 或 整 個 廠 區 累 計 申 請 之 年 排 放 總 量 已 超 出 核 可 上 限

時，則通知事業進行排放量協商程序，要求事業減量或專案審查餘裕量調撥。  

當許可審查通過核證時，即彙整統計各廠及全園區已核發之累計排放量，並

算出各廠及整個園區所剩餘可使用之污染物排放量，以確實掌控園區之排放量。 

4.2.2 製程年排放量試算  

園區事業依規定提出固定源許可申請時，其申請之製程進行排放量試算，

其引用之計算方法、製程操作條件及各項參數等應具合理性。依據固定污染源

設置與操作許可管理辦法第 32 條所載，空氣污染物年許可排放量推估依據之順

序如下：  

(1)公私場所固定污染源連續自動監測設施 1 年以上之監測資料。  

(2)公私場所依執行之試車檢測報告數據，或主管機關或公私場所自行或委託執

行 3 次以上之檢測報告數據。  

(3)中央主管機關公告之排放係數及控制效率。  

(4)國內外相關技術論文與測試數據。  

(5)其他經主管機關認可之排放係數或替代計算方式。  

4.2.3  BACT 檢核  

園區事業在提出設置許可新申請或變更時，如製程污染物排放量符合公告

「新(增)設或變更固定污染源空氣污染物排放量規模 (91.10.30)」，則必須依規定

採行最佳可行控制技術，並符合公告「固定污染源最佳控制技術(91.10.30)」之

規範。  
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4.2.4 園區總量核配情形  

園 區 事 業 之 空 氣 污 染 物 排 放 量 核 配 係 研 訂 各 產 業 別 之 單 位 面 積 排 放 係 數

（公噸 /公頃 /年）為基礎，以核算進行總量核配作業。統計至 96 年底，園區事

業共申請 73 個製程之操作許可，已核撥之空氣污染物年許可排放量為：總懸浮

微粒：26.6 噸 /年、SOx：83.6 噸 /年、NOx：351.9 噸 /年、CO：94.1 噸 /年、VOC：

263.4 噸 /年、硫酸：1.7 噸 /年、硝酸：7.4 噸 /年、鹽酸：15.2 噸 /年、氫氟酸：13.7

噸 /年、磷酸：0.5 噸 /年、氯氣：19.4 噸 /年、氨氣：20.2 噸 /年。目前台南園區所

核發之空氣污染物年許可排放總量尚符合環評規範，其中 CO 核配量已達總量

之 11.3％，係為核配比例最高之污染物。  
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圖 13  台南園區固定污染源年許可排放量核配機制流程圖  

4.3 核配量之查核與追蹤管理  

污染總量管理制度實施後，應建立營運排放量查核體系，始能完備。空氣污

染物排放量之查核可由連續自動監測設施、煙道檢測及排放係數等 3 種方式，依活

動強度（產品、原料、物料或燃料量）及污染防治設備效率計算而得，並需具備嚴
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謹之排放量查核配套措施，以確認出污染源確依核可量運作。按空氣污染防制法之

規定，列管之固定污染源有向環保機關申報定期檢測及運作資料之義務，惟對應辦

理許可審查業務之園區管理單位並無此項權限委託。因缺乏法令強制之後盾，園區

管理單位需仰賴自主管理方式，確認出污染源確依核可量運作，符合園區環評總量

規定。  

目前園區管理單位對於核配量之查核與追蹤管理所採行之作法，係自行進行

煙道抽測作業或收集事業定期檢測報告書，驗算比對其實際排放現況與許可核發排

放量之差異性，進而探討分析其差異原因，並建議事業是否應針對其排放現況進行

相關許可資料之變更或異動申請，以確保列管許可資料之一致性及正確性，另亦能

有助定期檢討空污總量核配之合理性。執行過程如事業定期檢測報告之驗算數據逾

越許可核定排放量時，會要求事業確認檢測當日污染源操作條件是否有更動，若

有，應依規定提出許可之變更或異動申請，以輔導園區事業遵循法令規定合法運作。 

4.4 檢核揮發性有機物（VOC）核配量合理性  

為釐清園區內光電產業及半導體產業其固定源許可證揮發性有機物核配量作

法之合理性，乃規劃以質量平衡法自源頭購買量、製程使用量、排放量(含廢棄物、

廢水及廢氣等形式)及逸散量等進行調查，嘗試估算事業其 VOC 之 Input 與 Output

之數量差異性。  

4.4.1 排放量調查方式  

在執行調查作業時，係以質量平衡為質量不滅理論之延伸，物質於某一系

統內進量應等於出量之關係進而計算出污染物之排出量，在計算空氣污染物中

可適用於一完整製程或副製程中，特別是獨立的操作單元，最常使用於溶劑使

用時之揮發性有機物的排放，在無實際量測資料時，即可自進出流量關係，計

算揮發性有機物之釋放量。圖 14 乃為一個製程或一單元下物量進出關係圖，而

在質量平衡界線內可當作一系統，在質量不滅理論下，進入量等於流出量之質

量平衡法，計算製程所產生的氣體釋放量。計算方法如下：  

物質進入量=物質流出量=排放口+廢棄物＋廢水＋逸散  
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全廠製程I1   使用量

回收再使用

經廢棄物形式排
出 O2

經廢水形式排出
O3

質量平衡界線

經由排放管道排出
O1.1 O1.2

＋非製程使用 I 2 

及逸散 O 5  

註：  
1 .I 1 VOC 進入製程量  係指全廠使用原物料之含揮發性有機物種類及含量清單中統

計之實際 VOCs 用量。  
2 .I 2 非製程使用 VOCs 量  係指非參與製程生產之全廠(場)揮發性有機物使用數量。

3.O1.1 集氣收集後經防制設備處理後排出之 VOC 量；O1.2 被防制設備去除之 VOC
量。  

4 .O2 經廢棄物形式排出 係指廢棄物或廢溶劑中揮發性有機物含量的總量。 
5 .O3 經廢水形式排出  係指廢水中揮發性有機物含量的總量。 
6 .O4 非製程使用 VOCs 逸散排放量。 
7 .儲槽、裝載場因為其對於整個流向的質量關連性較小，所以暫且忽略。  

 

圖 14  製程 /單元操作之質量平衡圖  

(1)原物料 VOC 含量估算，要求事業盡可能提供較完整之原物料配比資料及針對

各項原物料 VOC 之含量均應確實計算，以得到較完整之 VOC 進料情況。  

(2)廢棄物 VOC 估算，因廢棄物均以混合型態存在，事業均以其經驗值或假設之

方式予以估算，導致數據未能反應真實狀況，故建議事業盡可能以檢測數據

為其 VOC 含量之估算方式，以反應其真實情況。  

(3)廢水 VOC 估算，因事業均以其經驗值或假設之方式予以估算，導致數據未能

反應真實狀況，故要求提供原廢水及處理後之水質 COD 含量之檢測數據，以

廢水中 COD 之濃度，回推估算其有機物質之含量及其排放狀況，以達數據合

理化之目的。  

4.4.2 調查結果分析與探討  

本項調查係針對 95 年園區內領有操作許可證之半導體及光電產業事業，挑

選較具代表性之 6 家事業進行調查統計，各廠排放量調查結果彙整如表 5，其

Input 與 Output 差異性介於 7~26％，差異原因彙整如表 6。整理統計各廠提供之
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揮發性有機物 Input 與 Output 資料，其差值百分若以 20％作為數值較佳之基準，

則共有 3 家事業之差值百分比為 20％以上（如圖 15），分析其 Input 與 Output

差異較大之原因，係因廢棄物中所含揮發性有機物比例隨製程產出之批次略有

不同，無法由 1 次採樣檢測之結果完整涵蓋實際情況。本次作業各廠所掌握揮

發性有機污染物之質量平衡已達 74~93％。  

表 5  各廠揮發性有機物質量平衡調查結果  

編號  
製程  

編號  
I1 O1.1 O1.2 O2 O3 I2 O4 總 Input 總 Output 差   值

差值  

百分比  

A M01 859.256 2.153 64.905 568.09 0 2.658 2.658 861.914 637.806 224.108 26.0% 

B M01 1,794.31 3.660 199.79
1,462.2

9
0 2.094 2.094 1,796.404 1,667.834 128.57 7.2% 

C M01 44.551 0.702 2.239 35.29 0 0.004 0.004 44.555 38.235 6.32 14.2% 

D M01 854.571 3.175 76.331 547.288 36.831 1.326 1.326 855.897 664.951 190.946 22.3% 

E M02 2,800.51 17.741 182.359
1,800.1

7
341.6 27.155 27.155 2,827.665 2,369.025 458.64 16.2% 

F M01 3,571.8 8.1 126.06 2,328.6 382.6 25.017 25.017 3,596.817 2,870.377 726.44 20.2% 

表 6  Input 與 Output 差值原因  

事業

編號 差異原因 產業性質 

A 
排放管道、廢棄物中 VOC 含量濃度會隨製程產出批次作業略

有不同，因此單一次採樣檢測之數據僅代表當時段之濃度值，

無法代表全年度平均值。 
半導體業 

B 
排放管道、廢棄物中 VOC 含量濃度會隨製程產出批次作業略

有不同，因此單一次採樣檢測之數據僅代表當時段之濃度值，

無法代表全年度平均值。 
半導體業 

C 
1.廢棄物中 VOC 含量濃度採推估值，非實測值。 
2.以廢棄物形式排出量(O2)採用廢棄物申報清運量，與實際之

產出量會略有不同。 
半導體業 

D 
排放管道、廢棄物及廢水中含 VOC 均以單一次檢測結果估算。

廢棄物中所含 VOC 種類難以細分，且欠缺檢測數據(部分以

2005 年數據取代計算)。 
半導體業 

E 

1.原料採以使用量較多之型號作為計算基準，但光阻液、染料、

去光阻液供應來源型號不同，其成分比例可能有差異。 
2.顯影劑(TMAH)使用後經廢水處理排放，其成分無法完全自廢

水 COD 檢驗結果中呈現。 

光電業 

F 1.排放管道、廢棄物及廢水中含 VOC 均以單一次檢測結果估算

難以代表實際狀況。 
光電業 
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圖 15  Input 與 Output 差值比較圖  

 
依據本次揮發性有機污染物排放量調查資料結果統計如圖 16 所示，園區光電

產業製程所排放之揮發性有機污染物，最大之污染源來自於製程所產生之廢棄物，

約占 78.8%，其次為製程產出之廢水，約占 13.82%。製程中經密閉系統收集之揮

發性有機污染物約佔 6.38%，經防制設備削減後僅 0.49%之污染藉由管道排出。  

 

78.80%

13.82%

1.00% 0.49%
5.89%

排放管道排放

防制設備削減

廢棄物排放

廢水排放

非屬製程使用

 
圖 16  光電體產業 VOC 排放情形比例圖  

 

園區半導體產業製程所排放之揮發性有機污染物如圖 17 所示，最大之污染源

來自於製程所產生之廢棄物，約占 86.84%，其次為製程產出之廢水，約占 1.22%。
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製程中經密閉系統收集之揮發性有機污染物約佔 11.73%，經防制設備削減後僅

0.32%之污染藉由管道排出。  
 

0.20%
0.32%

11.41%

1.22%

86.84%

排放管道排放

防制設備削減

廢棄物排放

廢水排放

非屬製程使用

 
圖 17  半導體產業 VOC 排放情形比例圖  

 

綜上，因為光電產業及半導體產業於製程需使用溶劑清洗、上光阻、顯影、

去光阻（如 thinner、stripper）等動作，故主要揮發性有機污染物皆集中於製程廢

棄 溶 劑 中 ； 另 製 程 中 經 密 閉 系 統 收 集 之 揮 發 性 有 機 污 染 物 分 別 約 佔 6.38％ 及

11.73%，經防制設備削減後，去除率均可達 99.5%。另依調查資料，按半導體及光

電產業產品規格統計計算其產品單位面積排放量，其中半導體產業之產品單位面積

VOC 排 放 量 為 0.0197~0.0366 ㎏ /m2 ， 光 電 業 產 品 單 位 面 積 VOC 排 放 量 為

0.923~1.095 ㎏ /m2。由於高科技產業技術發展快速，不同世代技術會因製程、產品

及原物料之變動而產生不同之污染物排放特性，因此較難以單一廠之數據代表產業

或製程之排放特性，但比較不同世代廠之產品單位面積 VOC 排放量，顯示越先進

之世代廠其單位產品排放係數有下降之趨勢。  

六、結論與建議 

6.1 結論 
1.台南園區運用固定源許可審查制度、環境影響評估（EIA）承諾執行及總量管制
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查核3大機制，成功的建構出園區環境空污總量管理作業模式。  

2.台南園區事業空污排放量核配機制，係自事業申請入區投資之初，先要求提出

空氣污染物排放總量表，並依園區所規定各產業別單位面積排放係數檢核排放

量是否符合核可上限；其後事業於建廠前，提出固定源許可申請，園區管理單

位進行實質審查及核配排放量；事業於營運操作期間，每年抽查檢核實際排放

情形。上述運作過程，須搭配適度之環保權限委託及靈活之協商機制方能運作

順利無礙。  

3.統計至96年底，台南園區總計審查核發73個製程之空氣固定污染源之操作許可

證，並核撥空氣污染物年許可排放量。採用環保署認可之「 ISCST3空氣污染擴

散模式」進行區內煙道排放氣體現況之年平均增量模擬，各受體點增加之污染

物濃度增量均遠低於固定污染源空氣污染物之空品周界標準，顯示目前園區開

發對周邊環境的影響輕微，對鄰近地區之空氣品質尚不致造成干擾。  

4.以質量平衡法檢核半導體產業及光電產業 VOC 核配量合理性之調查結果，顯示

所調查對象其 Input 與 Output 差異性介於7~26％，顯示核配之 VOC 排放量至少

掌握了74％。另製程中經密閉系統收集之揮發性有機污染物，經防制設備削減

後，去除率均可達99.5%。  

6.2 建議 

回顧台南園區近 5 年來總量管理工作成果，茲提出下列執行建議：  

1.行政面：環保權限委託之範圍與必要性  

整體之總量管制工作包含量之掌控及質之管制。台南園區藉由環境影響評

估承諾及固定源許可審查之手段，可有效掌控排放量之核撥；惟於總量管制查

核部份，係採園區自主管理方式辦理，例如：安排煙道抽測、問卷調查或收集

事業定檢報告等方法，以查對事業實際排放量，因而於質之管制無法達成完備

性及正確性。故建議環保行政權限委託之範圍，除許可審查外，應可增加申報

與查核之權限。  

2.技術面：研究污染排放權証制度導入之可行性  

依據台灣地區整體空氣品質監測結果顯示，全國 7 個空品區中，以高屏地

區之空氣品質不良 (PSI>100)發生比率最高，其次則為雲嘉南地區；又依歷年趨
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勢資料顯示，近年來臭氧已取代懸浮微粒成為主要空氣污染指標污染物，其平

均濃度亦逐年上升，因此雲嘉南地區已列入環保署重點空品區管制計畫之執行

對象，加嚴揮發性有機物空氣污染物管制，以進ㄧ步有效改善空氣品質。台南

園區地處雲嘉南空品區，可預期未來將面對環保機關為達空品區改善目標，進

而要求園區進行污染物削減之壓力。但目前台南園區依面積係數管制排放上限

並視實際排放量核配之作法，嚴格視之，僅係以行政管制手段核配排放量，缺

乏積極性誘因以鼓勵事業進行減量；因此，倘環保機關要求園區整體總量削減

時，可能僅有要求事業齊頭式減量一途，缺乏彈性合理之因應方案。  

污染排放權觀念係 1960 年由 Coase 所創，於歐美國家已運用此概念發展出

排放權交易制度，以排放量之抵換、貯存、交易等市場導向機制，誘導事業主

自主進行污染減量或發展清淨生產技術，加速達成環境改善目標。因應政府未

來推動區域空品區總量管制計畫，進行園區導入污染排放權証交易制度之可行

性研究，已列入園區總量管制下一階段之工作重點。  
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